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Struéna anotace predmétu |

Zakladem predmétu je princip vytvatreni plazmy a jeji vyuziti pro ovliviiovani povrchovych vlastnosti
materialti. Pfedmeét vychazi z kinetické teorie plyni, elektrickych vybojl stejnosmérnych i sttidanych
a mikrovinych, dale se zabyvéa principem a typem plazmovych procest. Predmét se zaméiuje také na
aplikace plazmovych dé&ju (zvlaste d&jui probihajicich za atmosférického tlaku) pro leptani,
naprasovani a specidln¢ pro modifikace povrcht (hydrofobita/hydrofilita).
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